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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年4月4日(2013.4.4)

【公表番号】特表2012-518899(P2012-518899A)
【公表日】平成24年8月16日(2012.8.16)
【年通号数】公開・登録公報2012-032
【出願番号】特願2011-550569(P2011-550569)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   7/20     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/683    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５０３Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５４１Ｌ
   Ｇ０３Ｆ   7/20    ５２１　
   Ｈ０１Ｌ  21/68    　　　Ｎ

【手続補正書】
【提出日】平成25年2月15日(2013.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板支持構造体（２３；１２３）の表面上に基板（２２；１２２）をクランプする方法
であり、
　前記基板支持構造体の前記表面（２６）に液体を塗布することを備えており、前記表面
には、複数の接触要素（２７）が設けられており、前記液体は、前記接触要素を覆う層（
９４；１２５）を形成し、
　前記基板を用意し前記液体層上に前記基板を配置することを備えており、
　前記基板が、前記複数の接触要素にもたれ、前記基板と前記基板支持構造体の前記表面
との間の前記液体の毛細管層によって及ぼされる毛細管クランプ力によってクランプされ
るように、前記基板の下から前記液体の一部を除去することを備えており、前記毛細管層
は、前記毛細管層と前記基板の間に第１の接触角と、前記毛細管層と前記基板支持構造体
の間に第２の接触角をもつ外側液体表面を有している、方法。
【請求項２】
　前記液体の一部を除去することは、前記基板の下の圧力を下げることを備えている、請
求項１の方法。
【請求項３】
　前記液体の一部を除去することは、前記表面の周囲に沿って気体フローを供給すること
を備えている、請求項１または請求項２の方法。
【請求項４】
　前記気体は、蒸気飽和の５０％未満、好ましくは１０％未満の蒸気内容物を有している
気体であり、前記蒸気は、前記毛細管層の前記液体と同じ物質をある、請求項３の方法。
【請求項５】
　前記液体を塗布する前記工程の前に前記基板支持構造体を真空チャンバー内に配置する
ことと、前記真空チャンバー内の気体圧力を下げることをさらに備えている、請求項１～
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４のいずれか一つの方法。
【請求項６】
　溶け込んだ気体および／または吸い込まれた泡が液体層から拡散するのを可能にする所
定の期間だけ休止することをさらに備えている、請求項５の方法。
【請求項７】
　前記基板は前記液体層上に、前記液体層の上表面に対して初期角をもって配置され、前
記初期角は、好ましくは５度よりも大きい、請求項１～６のいずれか一つの方法。
【請求項８】
　基板（２２；１２２）をクランプするためのクランプ準備ユニット（１１２）であり、
　複数の接触要素（２７）が設けられた表面を有している基板支持構造体（２３；１２３
）と、
　前記接触要素が液体層（９４；１２５）によって覆われるように、前記基板支持構造体
の表面上に液体を塗布するための液体供給ユニット（１２４）と、
　前記液体層上に前記基板を配置するための基板移動ユニット（１２７）と、
　前記基板が、前記複数の接触要素にもたれ、前記基板と前記基板支持構造体の前記表面
との間の前記液体の毛細管層によって及ぼされる毛細管クランプ力によってクランプされ
るように、前記基板の下から前記液体の一部を除去するための液体除去システム（３３，
３５；１２６ａ，１２６ｂ）を備えており、前記除去システムは気体分配システム（３３
，３５；１２６ａ，１２６ｂ）を備えており、
　前記基板支持構造体は前記表面の周囲を囲んでいるシール構造体（２９）をさらに備え
ており、前記気体分配システムによって供給される前記気体は前記表面と前記シール構造
体の間に流れることができる、クランプ準備ユニット。
【請求項９】
　前記液体除去システム（３３，３５；１２６ａ，１２６ｂ）は、前記表面の周囲に前記
液体の一部を除去するように適合されている、請求項８のクランプ準備ユニット。
【請求項１０】
　前記シール構造体は、前記基板支持構造体の前記複数の接触要素の高さに相当する高さ
を有している、請求項８または請求項９のクランプ準備ユニット。
【請求項１１】
　基板支持構造体（２３；１２３）から基板（２２；１２２）をアンクランプする方法で
あり、前記基板は、前記基板と前記基板支持構造体の間の液体の毛細管層（１；２１）に
よって及ぼされる毛細管クランプ力によってクランプされており、
　前記毛細管層の外側周囲表面において前記毛細管層に追加液体を供給することと、
　前記基板を前記液体から持ち上げることを備えている、方法。
【請求項１２】
　アンクランプユニット（１１２）であり、
　基板支持構造体であって、その表面上に毛細管層（１；２１）によってクランプされた
基板（２２；１２２）を有している基板支持構造体（２３；１２３）と、
　前記毛細管層の外側周囲表面において前記基板の下の前記毛細管層に追加液体を供給す
るための液体除去システム（３３，３５；１２６ａ，１２６ｂ）と、
　前記基板を前記液体層から取り外すための基板移動ユニット（１２７）を備えている、
アンクランプユニット。
【請求項１３】
　リソグラフィ装置を備えているリソグラフィシステムであり、
　放射のパターンビームを供給する放射系と、
　基板の標的部分に前記放射のパターンビームを投影する光学系と、
　基板支持構造体の表面上に前記基板をクランプするための請求項８～１０のいずれか一
つに記載のクランプ準備ユニットを備えている、リソグラフィシステム。
【請求項１４】
　請求項１２のアンクランプユニットを備えている、請求項１３のリソグラフィシステム
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